國立高雄大學  應用物理學系
全自動多功能X光薄膜繞射儀使用申請表
	申  請  單  位
	
	計畫主持人/指導教授
	

	申  請  人
(陪同操作人員)
	
	實驗室/行動電話
	

	
	
	e-mail
	

	計  劃  名  稱
	

	分析條件：
        KV        mA

□ 多晶薄膜低掠角繞射：2Theta from        to        
入射角度：       

□ 粉晶繞射：2Theta from        to        
   Continuous scan 掃描速度：(        ) /min


	類別
	材料名稱
	數量
	單位
	基材
	危    害    特    性

	
	
	
	
	
	無
	毒性
	易燃性
	腐蝕性
	氧化性
	生化
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註
	(如有特別緊急原因請註明於此)

	本人保證所委託之試片在電子束作用前後均不具揮發性、腐蝕性、污染性、毒性等會影響儀器操作設備及人員安全之因素，若因試片因素而造成儀器損壞，願負賠償之責。

計劃主持人/指導教授簽章：                       (請註明日期)


	實驗操作人員
	
	儀器負責人
	

	完成日期
	

	附    註
	


· 本表若不夠填寫，請另附於後。
· 填寫完畢後，請直接交予本實驗室人員，或傳真至：（07）5919-357 邱昭文老師收。

國立高雄大學  應用物理學系 

電子與原子結構實驗室

全自動多功能X光薄膜繞射儀使用規章
1、 為有效提升本設備之運轉效率及維護設備之運作與安全，特訂定使用規章與使用申請辦法。
2、 本設備主要為從事研究相關工作，凡教職員生皆可免費申請使用本設備進行研究工作。
3、 本設備除例行性保養與維修外，原則上正常上班時間皆可進行運轉。
4、 欲申請利用本設備進行研究者，需於一週前先以書面提出申請（一次以申請一週為原則），並依相關規定詳細填妥各項資料，由其計劃主持人/指導教授簽名同意，經儀器負責人核准後始能使用，申請人依照排定時間進行實驗。若儀器故障，則所有預約時間順延。
5、 本設備為委託操作，但實驗申請人於實驗進行前需先與儀器管理者討論其使用需求，且於實驗進行期間須全程在場協助。
6、 更換或取消預約時段必須於一日前先行通知儀器負責人，以便其它使用者遞補。
7、 若測試樣品為粉末，使用後需清理乾淨，試片實驗完成後請自行收回，留在試片載台上的試片一律丟棄，以防止污染。
8、 本設備之詳細使用規範或儀器操作分析之相關問題，可直接與儀器負責人聯繫討論。
9、 實驗申請人於設備運轉期間需遵守本實驗室之相關實驗規則、安全規定以及輻射防護規定。
10、 如在實驗進行期間違反本實驗室守則，以及錯誤操作致機器無法正常使用者，依情況嚴重程度予以停權(最多三個月)。如有未具資格使用或冒名使用者，通知該生的指導教授處理。
全自動多功能X光薄膜繞射儀輻射安全作業守則
1、 本實驗室各項儀器設備包含有高電壓、冷卻循環系統等，並且會產生X光輻射，進入本實驗室務須嚴守相關安全事項。
2、 本設備之操作，須由領有輻安證書人員執行，或在領有輻安證書人員直接監督下執行。
3、 本設備位於輻射管制區內，於運轉期間，須經本實驗室負責人或輻防人員核可，核定是否具備充足輻射防護知識，否則不可單獨進入本實驗室。
4、 本設備運轉期間，若發現異常，應立即關機，待檢查原因及排除障礙後，方可再度開機。
5、 操作人員於儀器運轉期間，需同時注意冷卻循環系統之運行是否正常，非不可抗拒之必要因素，不得離開實驗室。
6、 本設備運轉期間，實驗室內所有人員於管制區內嚴禁吸煙或飲食(含口香糖及液體飲料)，且實驗後，應立即以清水洗手。
7、 本設備之管制，得隨時由本實驗室負責人和輻防人員之意見而增加。
8、 本設備若需變更時，應向主管機關申請，嚴禁任意變更與丟棄。
本人已閱畢上述相關規定，並保證於實驗進行期間將確實遵守上述相關規定。

實驗申請人：                        計劃主持人/指導教授：                      

2009.04.08 訂定





編號：





    年    月    日








